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LATE(Low Aspect ratio Torus Experiment)装
置では、現在2.45GHzのマイクロ波のみによっ
てプラズマ電流が約10kA、遮断密度の10倍の
球状トカマクの生成に成功している。本研究で
は、LATE装置の3ポートに取り付けられた計60
の視線をもつAXUVアレイを用いたプラズマ
の紫外線〜軟X線帯域の発光強度計測と、干渉
計による電子密度計測を併せてプラズマ電流
増大に伴う電子温度分布の変化を調べること
を目的としている。実験に用いたAXUVアレイ
は小型で多チャンネル化されており、高時間分
解能をもつ。また、AXUVアレイの検出器を覆
うアルミニウムと石英のフィルターを大気側
でON,OFFできるようになっている。そして、
装置の各ポートに設置されたアレイで計測さ
れる発光強度分布は視線の線積分値であるが、
水平ポートのアレイでは赤道面上に装置の外
から内にかけて20の視線を展開していて、球状
トカマクの軸対称性とアーベル変換の手法を
用いることで軟X線放射の発光強度を大半径の
関数として取得することができる。
図1にプラズマ電流~10kAの放電における水平
ポートでの計測結果、図2にt=0.134sでの発光
強度の大半径方向分布を示す。高密度放電では
プラズマ電流増大に伴い軟X線放射が増大して
おり、これは電子バーンスタイン波による基本
共鳴層加熱を示唆している。図3に示すのは図1
の放電の密度上昇の前後であるt=0.080s, 0.134s
での電流分布と、4コード干渉計の走査線であ
る。電子温度分布の変化を追うために、最外殻
磁気面内を通る線分内での線平均密度と、その
接線半径におけるローカルな発光強度との比
較を行った。例えばR=26.5cmにおける線平均密
度の値は線密度上昇の前後で1.4倍に増大する
の対し、ローカルな発光強度では10.4倍と差が
現れていることが分かった。ここから、軟X線の
発光強度増大率のうち、電子温度の上昇に寄与
する部分が含まれている可能性が考えられる。
本発表では他に装置に垂直に取り付けたアレ
イでの計測結果や各フィルターをON,OFFにし
た場合の計測結果について報告する。
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図１ . 軟X線放射の時間発展
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図 2. t=0.134sでの
大半径方向分布
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